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Elektron Isin ile Isleme Nedir ?

o

+ Elektronlar yuksek sicakliga isitilmis bir
flamandan yayilirlar.

+ Elektronlar daha sonra bir elektrik alan icinde
ISIk hizinin yarisina kadar ivmelendirilirler.

+ Elektron isini iki manyetik alan tarafindan
kontrol edilir.

« Ilk olarak 1sinin istenilen capa odaklanmasi icin
sorumlu bir manyetik lens gibi davranirlar.



Ortaya cikan isi ile, materya

+ Televizyon Tiipiine benzerligi ile dikkat
cekmektedir.
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(1) Elektron isin iireten bolimii

Yaltkan
Filaman

Katot ‘\“'\\

\\(3) Elektron lens sistemi
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Elektron Isin Makinesi

Yiiksek gerilim kablosu (30 kV, DC)

v oot
Katot Izgara
Optik Elektron Akisi
Goriuntiuleme
Sistemi Manyetik Lens
Goruntiileme Saptirma Bobinleri
Noktasi

Vakum Odasi
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o

+ Bu fiziksel etki nedeniyle, “Yelektron i1siniyla isleme
Y yontemi, termal enerji prosesleri altinda
adlandinlir.

+ 1947 yilinda ilk prototipi yapilmistir.

« Elektron ile islemenin ilk calismalari 1930 lardan
sonra Almanya ve Fransa baslamistir.
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Kullanilan Cihazlar

‘\

Elektron Tabancasi

YUlksek Voltaj Guc Kaynagi
Vakum Odasi

Pompalayici Sistem

Kontrol Sistemi

Elektron Tabancasi Manipulatora



Proses Komponentleri

Elektron, elektrikle | |
isitilan Tungsten e hartuagres
filament katot =
vasitasiyla olusturulur ~ * e
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Slcakllgln Elektron Hiziyla Artmasi
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Proses Komponentleri

- High voltage cable (30 kV, DC)
»
+ Isinin odaklanmasi
- . . Cathode grid
icin manyetik
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elektronlarin hizi 200
000 km/sn Uzerine
cikarilir
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Endustriyel EBM Makinasi
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Fig. 2.3 Industrial electron beam machine. (Courtesy of Wentgate Dynaweld Lid.)
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Fig. 2.10 Surface roughness as a function of pulse charge. (Adapted [from
Kacemarck, 1976.)




Kullanim Alanlari

+* EBM ile 0.01 mm ¢apa kadar delikler, seramikler danhil
cok cesitli malzemeler Gzerine islenebilir.

* EBM uygulamasi cok hassas kanallar acmak, gravir ve
elektronik sanayiinde film islemek, kii¢tik capli derin
delikler (200:1 derinlik: cap orani) agmak gibi kiiclik
boyutlu fakat hassas isler icin uygundur.

+ EBM nin bir diger Gstunltgu ise elektron isininin
tamamen elektromanyetik alan kontrola altinda
hareket ettirilme Ozelligidir.

+ BOylece LBM de kullanildigi sekilde mekanik hareketli
optik diizen yerine, mekanik hareket timduyle 6nlenmis
olmaktadir.



Kullanim Sektorleri
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+ Uzay Araclari

« Elektronik endustrisi

« Tibbi Cihazlari



Avantajlari

o

+ EBM vakum altinda yapildigi icin, 6zellikle
kuguk Fargalar Uzerindeki islemler icin cok
elverislidir

+ Aynl zamanda vakum temiz bir ortam olusturur.

+ EBM metodu, klcuk delikler ve dar kanallar icin
cok uygundur.

+ 0.05mm den klcuk capta delikleri delebilir.

+ Delik derinligi ile capi arasindaki oran
yuksektir...(~200)



\

+ Herhangi bir malzeme delinebilir...(kirilgan ve
gevrek malzemeler)

+ Is parcasl Uzerinde bir yik olusmaz.
+ Cok yuksek hizlarda islem yapilabilir.
+ Tezgah hicbir atik madde Uretmez.
+ Cevre Dostudur.



Dezavantajlari
.’

+ [sinin ylzeyle temasi esnasinda tehlikeli X
Isinlari olusur.

+ Bu nedenle, isleme esnasinda muhafaza ve
iyi egitilmis personel kullaniimall.

+ Maksimum malzeme kalinligi
+ Yuksek kurulum (ekipman )maliyetleri



